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一种显示面板及其制造方法，所述显示面板

包含：第一基板、多个器件层、第一电极层、发光

有机层、像素限定层及第二电极层。所述多个器

件层设在所述第一基板上，其中所述多个器件层

包含主动层，所述主动层的材质包含金属氧化

物。所述第一电极层设在所述多个器件层上。所

述像素限定层设在所述第一电极层的一部分上。

所述发光有机层设在所述第一电极层的另一部

分上。所述第二电极层设在所述发光有机层与所

述像素限定层上，其中所述像素限定层沿着所述

第一电极层朝向所述第二电极层的方向上的折

射率分布是由小至大。
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1.一种显示面板，其特征在于：所述显示面板包含：

一第一基板；

多个器件层，设在所述第一基板上，其中所述多个器件层包含一主动层，所述主动层的

材质包含一金属氧化物；

一第一电极层，设在所述多个器件层上；

一像素限定层，设在所述第一电极层的一部分上；

一发光有机层，设在所述第一电极层的另一部分上；及

一第二电极层，设在所述发光有机层与所述像素限定层上，

其中所述像素限定层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射

率分布是由小至大。

2.如权利要求1所述的显示面板，其特征在于：所述像素限定层包含：

一第一树脂材料，包含多个感光单基团，其中所述第一树脂材料邻近所述第一电极层；

及

一第二树脂材料，包含多个感光多基团，其中所述第二树脂材料邻近所述第二电极层。

3.如权利要求2所述的显示面板，其特征在于：所述像素限定层包含一吸光材料，所述

吸光材料均匀分散在所述像素限定层中。

4.如权利要求1所述的显示面板，其特征在于：所述多个器件层更包含：

一缓冲层，设在所述第一基板上；

一栅极，设在所述缓冲层上；

一栅极绝缘层，设在所述栅极及所述缓冲层上；

一源极与一漏极，设在所述栅极绝缘层上以及所述主动层设在所述源极与所述漏极之

间；

一钝化层，设在所述栅极绝缘层、所述源极与所述漏极上；

一彩色滤光片，设在所述钝化层上；及

一平坦层，设在所述钝化层与所述彩色滤光片上，其中所述第一电极层设在所述平坦

层上，并且所述第一电极层的一部分贯穿所述平坦层与所述钝化层，以电性连接所述漏极。

5.如权利要求1所述的显示面板，其特征在于：所述显示面板更包含一第二基板，设在

所述第二电极层上。

6.一种显示面板的制造方法，其特征在于：所述显示面板的制造方法包含步骤：

提供一第一基板；

形成多个器件层在所述第一基板上，其中所述多个器件层包含一主动层，所述主动层

的材质包含一金属氧化物；

形成一第一电极层在所述多个器件层上；

形成一像素限定层在所述第一电极层的一部分上；

形成一发光有机层在所述第一电极层的另一部分上；及

形成一第二电极层在所述发光有机层与所述像素限定层上，

其中所述像素限定层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射

率分布是由小至大。

7.如权利要求6所述的显示面板的制造方法，其特征在于：形成所述像素限定层的步骤
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包含：

提供一树脂材料图案层在所述第一电极层的一部分上，其中所述树脂材料图案层包含

多个感光单基团及多个感光多基团；

对所述树脂材料图案层进行一曝光步骤，以使所述树脂材料图案层形成所述像素限定

层，

其中所述多个感光单基团迁移至所述像素限定层的下部分，以形成包含所述多个感光

单基团的一第一树脂材料，其中所述第一树脂材料邻近所述第一电极层；及

其中所述多个感光多基团迁移至所述像素限定层的上部分，以形成包含所述多个感光

多基团的一第二树脂材料，其中所述第二树脂材料邻近所述第二电极层。

8.如权利要求7所述的显示面板的制造方法，其特征在于：在提供所述树脂材料图案层

的步骤中，所述树脂材料图案层还包含一吸光材料，其中所述吸光材料均匀分散在所述树

脂材料图案层中。

9.如权利要求6所述的显示面板的制造方法，其特征在于：形成所述多个器件层的步骤

更包含步骤：

形成一缓冲层在所述第一基板上；

形成一栅极在所述缓冲层上；

形成一栅极绝缘层在所述栅极及所述缓冲层上；

形成一源极与一漏极在所述栅极绝缘层上，其中所述主动层是形成在所述源极与所述

漏极之间；

形成一钝化层在所述栅极绝缘层、所述源极与所述漏极上；

形成一彩色滤光片在所述钝化层上；及

形成一平坦层在所述钝化层与所述彩色滤光片上，其中所述第一电极层形成在所述平

坦层上，并且所述第一电极层的一部分贯穿所述平坦层与所述钝化层，以电性连接所述漏

极。

10.如权利要求6所述的显示面板的制造方法，其特征在于：所述显示面板的制造方法

包含步骤：形成一第二基板设在所述第二电极层上。
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显示面板及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明是有关于一种面板及其制造方法，特别是有关于一种显示面板及其制造方

法。

背景技术

[0002] 有机电致发光器件(Organic  electroluminescent  Device)相对于LCD(Liquid 

Crystal  Display；液晶显示器)具有自发光、反应快、视角广、亮度高、色彩艳、轻薄等优点

被认为是下一代显示技术。以非晶氧化物半导体(Amorphous  Oxide  Semiconductor,AOS)

薄膜作为主动层(或称有源层)材料的非晶氧化物薄膜晶体管具有优良的特性，例如场效应

迁移率大、亚阈值摆幅小、大面积均匀性好、可低温制备、对可见光透明和工艺流程简单等

诸多优点。

[0003] 然而，在底发射型有机电致发光器件中，作为主动层材料的金属氧化物对于光稳

定性不佳(例如可见光等的短波长光)，因此当有机发光层进行电致发光时产生的光线直接

辐照或反射至薄膜晶体管的主动层上时，薄膜晶体管会产生例如显著的阈值电压的漂移、

开关比变小以及漏电流增大的不良影响。

[0004] 故，有必要提供一种显示面板及其制造方法，以解决现有技术所存在的问题。

发明内容

[0005] 有鉴于此，本发明提供一种显示面板及其制造方法，以解决现有技术所存在的薄

膜晶体管的主动层被光线照射进而导致薄膜晶体管产生显著的阈值电压的漂移、开关比变

小以及漏电流增大的不良影响的问题。

[0006] 本发明的一目的在于提供一种显示面板及其制造方法，其中像素限定层沿着所述

第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是由小至大，因此可将光线偏

折远离薄膜晶体管的主动层，以避免或减少所述薄膜晶体管受到光线的照射而产生上述的

不良影响。

[0007] 为达成本发明的前述目的，本发明一实施例提供一种显示面板，其中所述显示面

板包含：一第一基板、多个器件层、一第一电极层、一发光有机层、一像素限定层及一第二电

极层。所述多个器件层设在所述第一基板上，其中所述多个器件层包含一主动层，所述主动

层的材质包含一金属氧化物。所述第一电极层设在所述多个器件层上。所述像素限定层设

在所述第一电极层的一部分上。所述发光有机层设在所述第一电极层的另一部分上。所述

第二电极层设在所述发光有机层与所述像素限定层上，其中所述像素限定层沿着所述第一

电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是由小至大。

[0008] 在本发明的一实施例中，所述像素限定层包含：一第一树脂材料及一第二树脂材

料。所述第一树脂材料包含多个感光单基团，其中所述第一树脂材料邻近所述第一电极层。

所述第二树脂材料包含多个感光多基团，其中所述第二树脂材料邻近所述第二电极层。

[0009] 在本发明的一实施例中，所述像素限定层包含一吸光材料，所述吸光材料均匀分

说　明　书 1/6 页

4

CN 109244110 A

4



散在所述像素限定层中。

[0010] 在本发明的一实施例中，所述多个器件层更包含：一缓冲层、一栅极、一栅极绝缘

层、一源极与一漏极、一钝化层、一彩色滤光片及一平坦层。所述缓冲层设在所述第一基板

上。所述栅极设在所述缓冲层上。所述栅极绝缘层设在所述栅极及所述缓冲层上。所述源极

与所述漏极设在所述栅极绝缘层上以及所述主动层设在所述源极与所述漏极之间。所述钝

化层设在所述栅极绝缘层、所述源极与所述漏极上。所述彩色滤光片设在所述钝化层上。所

述平坦层设在所述钝化层与所述彩色滤光片上，其中所述第一电极层设在所述平坦层上，

并且所述第一电极层的一部分贯穿所述平坦层与所述钝化层，以电性连接所述漏极。

[0011] 在本发明的一实施例中，所述显示面板更包含一第二基板，设在所述第二电极层

上。

[0012] 本发明另一实施例提供一种示面板的制造方法，其中所述显示面板的制造方法包

含步骤：提供一第一基板；形成多个器件层在所述第一基板上，其中所述多个器件层包含一

主动层，所述主动层的材质包含一金属氧化物；形成一第一电极层在所述多个器件层上；形

成一像素限定层在所述第一电极层的一部分上；形成一发光有机层在所述第一电极层的另

一部分上；及形成一第二电极层在所述发光有机层与所述像素限定层上，其中所述像素限

定层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是由小至大。

[0013] 在本发明的一实施例中，形成所述像素限定层的步骤包含：提供一树脂材料图案

层在所述第一电极层的一部分上，其中所述树脂材料图案层包含多个感光单基团及多个感

光多基团；对所述树脂材料图案层进行一曝光步骤，以使所述树脂材料图案层形成所述像

素限定层，其中所述多个感光单基团迁移至所述像素限定层的下部分，以形成包含所述多

个感光单基团的一第一树脂材料，其中所述第一树脂材料邻近所述第一电极层；及其中所

述多个感光多基团迁移至所述像素限定层的上部分，以形成包含所述多个感光多基团的一

第二树脂材料，其中所述第二树脂材料邻近所述第二电极层。

[0014] 在本发明的一实施例中，在提供所述树脂材料图案层的步骤中，所述树脂材料图

案层还包含一吸光材料，其中所述吸光材料均匀分散在所述树脂材料图案层中。

[0015] 在本发明的一实施例中，形成所述多个器件层的步骤更包含步骤：形成一缓冲层

在所述第一基板上；形成一栅极在所述缓冲层上；形成一栅极绝缘层在所述栅极及所述缓

冲层上；形成一源极与一漏极在所述栅极绝缘层上，其中所述主动层是形成在所述源极与

所述漏极之间；形成一钝化层在所述栅极绝缘层、所述源极与所述漏极上；形成一彩色滤光

片在所述钝化层上；及形成一平坦层在所述钝化层与所述彩色滤光片上，其中所述第一电

极层是形成在所述平坦层上，并且所述第一电极层的一部分贯穿所述平坦层与所述钝化

层，以电性连接所述漏极。

[0016] 在本发明的一实施例中，所述显示面板的制造方法包含步骤：形成一第二基板设

在所述第二电极层上。

[0017] 与现有技术相比较，本发明的显示面板及其制造方法，主要是通过所述像素限定

层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是由小至大，因此

可将光线偏折远离薄膜晶体管的主动层，以避免或减少所述薄膜晶体管受到光线的照射而

产生显著的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的不良影响。

[0018] 为让本发明的上述内容能更明显易懂，下文特举优选实施例，并配合所附图式，作
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详细说明如下：

附图说明

[0019] 图1是本发明实施例的显示面板的剖面示意图。

[0020] 图2是本发明实施例的显示面板的制造方法的流程示意图。

[0021] 图3A至3K是本发明实施例的显示面板的制造方法的各个制造步骤的剖面示意图。

[0022] 图4是本发明实施例的显示面板的像素限定层的部分剖面示意图。

具体实施方式

[0023] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。再者，本发明所提到的方向用语，例如上、下、顶、底、前、后、左、右、内、外、侧面、周围、中

央、水平、横向、垂直、纵向、轴向、径向、最上层或最下层等，仅是参考附加图式的方向。因

此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以限制本发明。

[0024] 请参照图1，图1是本发明实施例的显示面板10的剖面示意图。本发明一实施例的

一种显示面板10包含：一第一基板11、多个器件层12、一第一电极层13、一发光有机层15、一

像素限定层14及一第二电极层16。所述第一基板11例如是一衬底基板，可用于承载所述多

个器件层12、所述第一电极层13、所述发光有机层15、所述像素限定层14及所述第二电极层

16。在一实施例中，所述第一基板11例如是一柔性基板、一透光基板或者一柔性透光基板。

[0025] 所述多个器件层12设在所述第一基板11上，其中所述多个器件层12包含一主动层

121，所述主动层121的材质包含一金属氧化物。在一实施例中，所述主动层121例如是薄膜

晶体管的一主动层(或有源层)。所述主动层121的材质例如可以是铟镓锌氧化物(IGZO)、铪

铟锌氧化物(HIZO)、铟锌氧化物IZO、锌氮氧化物(ZNO)、钛锌氧化物(TZO)或锌氧化物

(ZnO)。

[0026] 所述第一电极层13设在所述多个器件层12上。所述第一电极层13可与后述的第二

电极层16搭配形成一电极组，用于提供电压予所述发光有机层15以产生光线90。在一实施

例中，所述第一电极层13是一阳极层以及所述第二电极层16是一阴极层。在另一实施例中，

所述第一电极层13是一阴极层以及所述第二电极层16是一阳极层。

[0027] 所述像素限定层14设在所述第一电极层13的一部分上。在一实施例中，所述像素

限定层(pixel  definition  layer)14亦可称为堆积层(bank  layer)。所述像素限定层14例

如可用于使有机发光材料流入指定的像素区(例如R/G/B亚像素区)。另外，所述像素限定层

14沿着所述第一电极层13朝向所述第二电极层16的一方向上的一折射率分布是由小至大。

这样的折射率分布可使所述发光有机层15的光线90被偏折并远离所述主动层121。根据斯

涅尔定律(Snell'sLaw)可知，当光线90从折射率小的第一介质朝折射率大的第二介质移动

时，光线90会产生偏折，并且是朝远离第一介质与第二介质之间的界面的法线移动。换言

之，当光线90从所述发光有机层15发出并通过所述像素限定层14时，光线90就会被偏折，并

且远离位在所述发光有机层15下方的主动层121。因此，就可以避免或减少所述主动层121

受到光线90照射而产生例如显著的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的不良影

响。在一实施例中，所述折射率分布可具有各种样态，例如所述折射率分布是渐增式或阶梯

式的由小至大。
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[0028] 所述发光有机层15设在所述第一电极层13的另一部分上。所述发光有机层例如可

以是通过电致发光的方式，进而产生光线90。在一实施例中，所述像素限定层14邻近所述发

光有机层15。在一实施例中，所述发光有机层15大致上是朝向所述第一基板11的方向发出

光线90。

[0029] 所述第二电极层16是设在所述发光有机层15与所述像素限定层14上。在一实施例

中，所述发光有机层15与所述像素限定层14经过平坦化，并且所述第二电极层16是平坦的

设置于所述发光有机层15与所述像素限定层14上。

[0030] 请一并参照图1及4，图4是本发明实施例的显示面板10的像素限定层14的部分剖

面示意图。在一实施例中，所述像素限定层14可包含一第一树脂材料141及一第二树脂材料

142。所述第一树脂材料141包含多个感光单基团，其中所述第一树脂材料141邻近所述第一

电极层13。所述第二树脂材料142包含多个感光多基团，其中所述第二树脂材料141邻近所

述第二电极层16。值得一提的是，所述感光单基团的折射率低于所述感光多基团的折射率，

因此所述像素限定层14可透过设置所述第一树脂材料141及所述第二树脂材料142以形成

上述的折射率分布。在另一实施例中，所述像素限定层14可包含一吸光材料143，所述吸光

材料143均匀分散在所述像素限定层14中。所述吸光材料143可用于吸收从所述发光有机层

15发出的光线90。在一范例中，所述吸光材料143可以是一吸光染料或一吸光颜料。在另一

范例中，所述吸光材料143主要可用于吸收紫外光，或者具有短波长的可见光(例如紫光、蓝

光和绿光)。这是因为相对于长波长的光线，短波长的光线对所述薄膜晶体管的主动层具有

较显著的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的不良影响，故可通过所述吸光材

料143吸收短波长的光线进而避免或减少上述的不良影响。

[0031] 在一实施例中，所述多个器件层12可包含各种显示面板中常见的器件。在一范例

中，所述多个器件层12可包含一缓冲层122、一栅极123、一栅极绝缘层124、一源极125与一

漏极126、一钝化层127、一彩色滤光片128及一平坦层129。所述缓冲层122设在所述第一基

板11上。所述栅极123设在所述缓冲层122上。所述栅极绝缘层124设在所述栅极123及所述

缓冲层122上。所述源极125与所述漏极126设在所述栅极绝缘层124上以及所述主动层121

设在所述源极125与所述漏极126之间。所述钝化层127设在所述栅极绝缘层124、所述源极

125与所述漏极126上。所述彩色滤光片128设在所述钝化层127上。所述平坦层129设在所述

钝化层127与所述彩色滤光片128上，其中所述第一电极层13设在所述平坦层129上，并且所

述第一电极层13的一部分贯穿所述平坦层129与所述钝化层127，以电性连接所述漏极126。

要提到的是，上述各个器件层的材料与制作方法可参考一般半导体工艺中常见材料或制作

方法。

[0032] 在一实施例中，所述显示面板更包含一第二基板17，设在所述第二电极层16上。在

另一实施例中，所述第二基板17例如是一柔性基板、一透光基板或者一柔性透光基板。

[0033] 请一并参照图2及图3A至3K，图2是本发明实施例的显示面板的制造方法20的流程

示意图，及图3A至3K是本发明实施例的显示面板的制造方法20的各个制造步骤的剖面示意

图。本发明实施例的显示面板的制造方法20包含步骤21至26：提供一第一基板(步骤21)；形

成多个器件层在所述第一基板上，其中所述多个器件层包含一主动层，所述主动层的材质

包含一金属氧化物(步骤22)；形成一第一电极层在所述多个器件层上(步骤23)；形成一像

素限定层在所述第一电极层的一部分上(步骤24)；形成一发光有机层在所述第一电极层的
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另一部分上(步骤25)；及形成一第二电极层在所述发光有机层与所述像素限定层上，其中

所述像素限定层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是

由小至大(步骤26)。

[0034] 请一并参照图2及3A，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤21是：提供一

第一基板11。在一实施例中，所述第一基板11例如是一柔性基板、一透光基板或者一柔性透

光基板。

[0035] 请一并参照图2及图3B至3I，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤22是：

形成多个器件层12在所述第一基板11上，其中所述多个器件层12包含一主动层121，所述主

动层121的材质包含一金属氧化物。在一实施例中，所述主动层121例如是薄膜晶体管的一

主动层(或有源层)。所述主动层121的材质例如可以是铟镓锌氧化物(IGZO)、铪铟锌氧化物

(HIZO)、铟锌氧化物IZO、锌氮氧化物(ZNO)、钛锌氧化物(TZO)或锌氧化物(ZnO)。

[0036] 在一实施例中，形成所述多个器件层的步骤22更包含步骤：形成一缓冲层122在所

述第一基板11上(如图3B所示)；形成一栅极123在所述缓冲层122上(如图3C所示)；形成一

栅极绝缘层124在所述栅极123及所述缓冲层122上(如图3D及3E所示)；形成一源极125与一

漏极126在所述栅极绝缘层124上，其中所述主动层121是形成在所述源极125与所述漏极

126之间(如图3F所示)；形成一钝化层127在所述栅极绝缘层124、所述源极125与所述漏极

126上(如图3G所示)；形成一彩色滤光片128在所述钝化层127上(如图3H所示)；及形成一平

坦层129在所述钝化层127与所述彩色滤光片128上(如图3H所示)。要提到的是，上述各个器

件层的材料与制作方法可参考一般半导体工艺中常见材料或制作方法。在一实施例中，一

蚀刻阻挡层1211可设于所述主动层121上(如图3D及3E所示)。

[0037] 请一并参照图2及图3I，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤23是：形成

一第一电极层13在所述多个器件层12上。在一实施例中，所述第一电极层13是形成在所述

平坦层129上，并且所述第一电极层13的一部分贯穿所述平坦层129与所述钝化层127，以电

性连接所述漏极126。在一范例中，例如可对位于所述漏极126上方的所述平坦层129与所述

钝化层127的部份进行选择性蚀刻，之后通过沉积的方式形成所述第一电极层13，以使所述

第一电极层13电性连接至所述漏极126。

[0038] 请一并参照图2及图3J，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤24是：形成

一像素限定层14在所述第一电极层13的一部分上。在一实施例中，所述像素限定层(pixel 

definition  layer)14亦可称为堆积层(bank  layer)。所述像素限定层14例如可用于使有

机发光材料流入指定的像素区(例如R/G/B亚像素区)。另外，所述像素限定层14沿着所述第

一电极层13朝向所述第二电极层16的一方向上的一折射率分布是由小至大。这样的折射率

分布可使所述发光有机层15的光线90被偏折并远离所述主动层121。根据斯涅尔定律

(Snell's  Law)可知，当光线从折射率小的第一介质朝折射率大的第二介质移动时，光线会

产生偏折，并且是朝远离第一介质与第二介质之间的界面的法线移动。换言之，当光线90从

所述发光有机层15发出并通过所述像素限定层14时，光线90就会被偏折，并且远离位在所

述发光有机层15下方的主动层121。因此，就可以避免或减少所述主动层121受到光线90照

射而产生例如显著的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的不良影响。

[0039] 请一并参照图2及图3K，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤25是：形成

一发光有机层15在所述第一电极层13的另一部分上。所述发光有机层15例如可以是通过电
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致发光的方式，进而产生光线90。在一实施例中，所述像素限定层14邻近所述发光有机层

15。在一实施例中，所述发光有机层15大致上是朝向所述第一基板11的方向发出光线90。

[0040] 请一并参照图2及图3K，本发明实施例的显示面板的制造方法20的步骤26是：形成

一第二电极层16在所述发光有机层15与所述像素限定层14上。在一实施例中，所述发光有

机层15与所述像素限定层14经过平坦化，并且所述第二电极层16是平坦的设置于所述发光

有机层15与所述像素限定层14上。

[0041] 请一并参照图2、3K及4，在一实施例中，形成所述像素限定层14的步骤24例如可包

含：提供一树脂材料图案层在所述第一电极层13的一部分上，其中所述树脂材料图案层包

含多个感光单基团及多个感光多基团；对所述树脂材料图案层进行一曝光步骤，以使所述

树脂材料图案层形成所述像素限定层14，其中所述多个感光单基团迁移至所述像素限定层

14的下部分，以形成包含所述多个感光单基团的一第一树脂材料141，其中所述第一树脂材

料141邻近所述第一电极层13；及其中所述多个感光多基团迁移至所述像素限定层14的上

部分，以形成包含所述多个感光多基团的一第二树脂材料142，其中所述第二树脂材料142

邻近所述第二电极层16。具体而言，由于曝光过程中光线是从树脂材料图案层的上方所照

射，且具有感光多基团的第二树脂材料在曝光过程中的反应速度比具有感光单基团的第一

树脂材料大，因此具有感光多基团的第二树脂材料142因为浓度不均而迁移至所述像素限

定层14的上部分，及具有感光单基团的第一树脂材料141迁移至所述像素限定层14的下部

分。通过上述方式，具有感光多基团的第二树脂材料142会在所述像素限定层14的上部分固

化，而具有感光单基团的第一树脂材料141会在所述像素限定层14的下部分固化。另一方

面，由于具有感光多基团的第二树脂材料142折射率高于感光单基团的第一树脂材料，导致

了所述像素限定层沿着所述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布

是由小至大。

[0042] 值得一提的是，在提供所述树脂材料图案层的步骤中，所述树脂材料图案层还包

含一吸光材料143，其中所述吸光材料均匀分散在所述树脂材料图案层中。所述吸光材料

143可用于吸收从所述发光有机层15发出的光线90。在一范例中，所述吸光材料143可以是

一吸光染料或一吸光颜料。在另一范例中，所述吸光材料143主要可用于吸收紫外光，或者

具有短波长的可见光(例如紫光、蓝光和绿光)。这是因为相对于长波长的光线，短波长的光

对所述薄膜晶体管的主动层具有较显著的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的

不良影响。

[0043] 综上所述，本发明的显示面板及其制造方法，主要是通过所述像素限定层沿着所

述第一电极层朝向所述第二电极层的一方向上的一折射率分布是由小至大，因此可将光线

偏折远离薄膜晶体管的主动层，以避免或减少所述薄膜晶体管受到光线的照射而产生显著

的阈值电压的漂移、开关比变小以及漏电流增大的不良影响。

[0044] 本发明已由上述相关实施例加以描述，然而上述实施例仅为实施本发明的范例。

必需指出的是，已公开的实施例并未限制本发明的范围。相反地，包含于权利要求书的精神

及范围的修改及均等设置均包括于本发明的范围内。
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